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　 　 采用基于第一性原理的赝势平面波方法，对异质外延关系为Ｒｕ２ Ｓｉ３（１００）／ ／ Ｓｉ（００１），取向关系为Ｒｕ２ Ｓｉ３
［０１０］／ ／ Ｓｉ［１１０］正交相的Ｒｕ２ Ｓｉ３ 平衡体系下的能带结构、态密度和光学性质等进行了理论计算．计算结果表明：当
晶格常数ａ取值为１ ０９３ ｎｍ时，正交相Ｒｕ２ Ｓｉ３ 处于稳定状态并且是具有带隙值为０ ７７３ ｅＶ的直接带隙半导体；其
价带主要是由Ｒｕ的４ｄ态电子构成；导带主要是由Ｒｕ的４ｄ态电子及Ｓｉ的３ｐ态电子构成；静态介电常数ε１ ( )０ 为
１８ ９１；折射率ｎ０ 为４ ３４９
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１ 引 言
近几年，人们对过渡金属硅化物半导体材料的

研究越来越多，对于它们在光电和热电器件上的应
用已经引起了广泛的兴趣［１］．人们发现与Ｓｉ工艺兼
容的新型半导体材料对集成电路和光电子器件具
有重大的意义． Ｒｕ２ Ｓｉ３ 具有直接带隙半导体的性质，
而且合金元素Ｓｉ，Ｒｕ的原料丰富，地层蕴藏量大，并
且无毒无污染，是一种新型的环境半导体材料，因
此被认为是性能最好的光电子材料之一［１］．此外，
正交相的Ｒｕ２ Ｓｉ３ 在硅衬底（Ｒｕ２ Ｓｉ３ （１００）／ ／ Ｓｉ
（００１），取向关系为Ｒｕ２ Ｓｉ３［０１０］／ ／ Ｓｉ［１１０］）上能外
延生长，可为一些常用的电子元件的制作及新型微
电子器件的开发提供广泛的应用前景．

２０００年Ｌｅｎｓｓｅｎ 等人直接在Ｓｉ（００１）及Ｓｉ
（１１１）上制备出了单相的Ｒｕ２ Ｓｉ３ 层［２—４］，并利用Ｘ
射线衍射在Ｓｉ（１１１）面发现２种不同的晶向关系，
并得到Ｒｕ２ Ｓｉ３ 和硅基底的晶格错配度为１ ５７％ ．但
是，对Ｒｕ２ Ｓｉ３ 的光、电特性，如其主要载流子是空穴
还是电子等却没有进行深入研究．而Ｒｕ２ Ｓｉ３ 的光、
电特性主要是由其电子结构决定的，计算和分析
Ｒｕ２ Ｓｉ３ 的电子能带结构对此材料的制备和应用具有

重要的意义．
２００１ 年，Ｓｈａｐｏｓｈｎｉｋｏｖ 等人对块体正交相

Ｒｕ２ Ｓｉ３ 也进行了计算，得到的带隙值为０ ４７ ｅＶ［５］．
但是在Ｓｉ基上制备Ｒｕ２ Ｓｉ３ 薄膜时由于Ｒｕ２ Ｓｉ３ 在Ｓｉ
基上外延生长时所受到基底约束程度的不同，其晶
格会发生一定的变形，这种变化对它的带隙性质会
产生重要的影响，而关于Ｒｕ２ Ｓｉ３ 的电子结构与Ｓｉ基
片的取向关系的理论研究尚未见报道．鉴于此，为
寻找硅基外延时Ｒｕ２ Ｓｉ３ 的能带结构变化，本文在对
块体Ｒｕ２ Ｓｉ３ 电子结构和光学性质研究的基础上［５］，
采用基于密度泛函理论的赝势平面波方法对约束
于Ｓｉ（００１）面外延生长的正交相Ｒｕ２ Ｓｉ３ 在平衡体系
附近的晶格常数进行了优化，找到使体系平衡的能
量最低点，并对处于稳定状态的能带结构、态密度
及光学性质进行了理论研究．

２ 理论模型及其计算方法

２ １ 理论模型
　 　 Ｒｕ２ Ｓｉ３ 属于正交晶系，群空间为Ｐｂｃｎ（Ｎｏ． ６０），
晶格常数为ａ ＝ １ １０５７ ｎｍ，ｂ ＝ ０ ８９３４ ｎｍ，ｃ ＝
０ ５５３３ ｎｍ［６］；晶面角α ＝ β ＝ γ ＝ ９０°；每个晶胞
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（ｕｎｉｔ ｃｅｌｌ）中包含４０个原子：其中１６个Ｒｕ原子和
２４个Ｓｉ原子，晶胞结构如图１所示．

图１　 Ｒｕ２ Ｓｉ３ 正交相晶体结构示意图

２ ２ 计算方法
　 　 本文所有的计算都是由ＣＡＳＴＥＰ 软件
（Ｃａｍｂｒｉｄｇｅ Ｓｅｑｕｅｎｔｉａｌ Ｔｏｔａｌ Ｅｎｅｒｇｙ Ｐａｃｋａｇｅ）［７］完成
的． ＣＡＳＴＥＰ软件是一个基于密度泛函方法的从头
算量子力学程序．利用总能量平面波赝势方法，将
离子势用赝势替代，电子波函数通过平面波基组展
开，电子电子相互作用的交换和相关势由局域密度
近似（ＬＤＡ）或广义梯度近似（ＧＧＡ）进行校正，它是
目前较为准确的电子结构计算的理论方法．

计算采用的晶格常数都为实验值，首先采用
ＢＦＧＳ算法［８—１１］（由Ｂｒｏｙｄｅｎ，Ｆｌｅｔｃｈｅｒ，Ｇｏｌｄｆａｒｂ 和
Ｓｈａｎｎｏｎ提出的一种能对固定外应力的晶胞进行优
化的算法）对晶体模型进行结构优化，将原胞中的
价电子波函数用平面波基矢进行展开，并设置平面
波截断能量Ｅ ｃｕｔ ＝ ３１０ ｅＶ，迭代过程中的收敛精度
为５ ０ × １０ － ７ ｅＶ．选取广义梯度近似（ＧＧＡ）来处理
交换关联能部分，交换关联势采用ＰＢＥ给出的公
式，采用超软（ｕｌｔｒａｓｏｆｔ）赝势［１２］处理离子实与电子
间的相互作用；在总能量的计算中，布里渊区积分
采用ＭｏｎｋｈｏｒｓＰａｃｋ［１３］形式的高对称特殊ｋ点方
法，ｋ网格点设置为３ × ４ × ５，能量计算都在倒易空
间中进行．在原胞几何结构和原子位置都进行了优
化的情况下，计算了外延关系为Ｒｕ２ Ｓｉ３（１００）／ ／ Ｓｉ
（００１）正交相Ｒｕ２ Ｓｉ３ 的电子结构及光学性质．

３ 计算结果与分析

３ １ 体系优化
　 　 根据正交相Ｒｕ２ Ｓｉ３ 在Ｓｉ（００１）存在的异质结外
延关系为Ｒｕ２ Ｓｉ３（１００）／ ／ Ｓｉ（００１），将Ｒｕ２ Ｓｉ３ 的晶格
常数ｂ，ｃ 约束于硅基晶格常数，选取实验值为
１１ ０５７ ?附近系列的ａ值构造不同原胞体积的
Ｒｕ２ Ｓｉ３ 原胞总能量最小所对应的ａ值即为构成原
胞最稳定的晶格常数，由此得到硅基外延时正交相
Ｒｕ２ Ｓｉ３ 的稳定体系的晶格常数．再用ＢＦＧＳ算法对
所得稳定原胞中的原子位置进行优化处理，使体系
达到最稳定状态．经过优化计算得到外延关系为
Ｒｕ２ Ｓｉ３（１００）／ ／ Ｓｉ（００１），取向关系为Ｒｕ２ Ｓｉ３［０１０］／ ／
Ｓｉ［１１０］时，得到晶格常数ａ与原胞总能量关系曲线
和Ｒｕ２ Ｓｉ３ 稳定的晶格常数分别如图２所示和表１
所示．从图２中可以看到，当晶格常数选取范围从
１０ ５ ?至１１ ５ ?时，只有当晶格常数为１０ ９３ ?
时，原胞的总能量才处于最低点，此时外延情况下
正交相Ｒｕ２ Ｓｉ３ 达到稳定平衡态．

图２　 Ｒｕ２ Ｓｉ３（１００）／ ／ Ｓｉ（００１）时晶格常数ａ与原胞总能量关系
曲线

表１为经过优化后Ｒｕ２ Ｓｉ３ 的晶格常数，标有
号的表示Ｒｕ２ Ｓｉ３ 受硅基的约束而选取的晶格常数
的值．以下计算得到的结果都是基于表１中计算选
取的值．
３ ２ 能带结构
　 　 采用优化后的晶格常数，利用ＧＧＡ近似处理交
换关联泛函，超软赝势处理离子实与价电子之间的



３期 崔冬萌等：Ｓｉ基外延Ｒｕ２ Ｓｉ３ 电子结构及光学性质研究 ２０２９　 　

相互作用，平面波基描述体系电子的波函数，通过
计算得到了稳定状态下Ｒｕ２ Ｓｉ３ 沿布里渊区高对称
点方向的能带结构．图３为Ｒｕ２ Ｓｉ３（１００）／ ／ Ｓｉ（００１）
时选取了体系平衡时的晶格常数ａ ＝ １ ０９３ ｎｍ进行
计算所得的费米面附近的能带结构图．
表１　 Ｒｕ２ Ｓｉ３（１００）／ ／ Ｓｉ（００１）时Ｒｕ２ Ｓｉ３ 的晶格常数（群空间Ｐｂｃｎ）
晶格常数 实验值／ ? 计算选取的值／ ? 错配度／ ％
ａ １１ ０５７ １０ ９３

ｂ ８ ９３４ ９ ４ ４ ９

ｃ ５ ５３３ ５ ４３ １ ９

图３　 外延稳定状态下Ｒｕ２ Ｓｉ３ 的能带结构

　 　 由图３可知，Ｇ点处对应着Ｅ ｇ ＝ ０ ７７３ ｅＶ的直
接带隙（这与文献［４］中经过实验得到的直接带隙
值０ ８ ｅＶ是很接近的）；通过和块体正交相Ｒｕ２ Ｓｉ３
的能带结构的比较［１４］，我们可以看出外延平衡状态
下Ｒｕ２ Ｓｉ３ 的带隙值变宽了，主要是由于在晶体外延
生长过程中，在异质外延层和衬底或相邻的两个外
延层之间存在晶格常数的差异，产生晶格失配的问
题，且晶格失配率的大小由外延层材料和衬底的晶
格常数决定．晶格失配的存在，会导致界面产生单
向或各向同性的形变从而改变晶体薄膜的基本性
质．因此，Ｒｕ２ Ｓｉ３ ／ Ｓｉ界面的晶格形变引起能带畸变
使得Ｒｕ２ Ｓｉ３ 的直接带隙值增大．
３ ３ 态密度
　 　 计算中Ｒｕ２ Ｓｉ３ 的Ｒｕ原子的４ｐ６ ４ｄ７ ５ｓ１为价
电子，Ｓｉ原子的３ｓ２ ３ｐ２为价电子．图４为计算得到
的能量最低点处正交相Ｒｕ２ Ｓｉ３ 总态密度（ＤＯＳ）及
Ｒｕ，Ｓｉ 各亚层电子的能态密度（ＰＤＯＳ）．单位是
ｅｌｅｃｔｒｏｎｓ ／（ｃｅｌｌ ｅＶ），对于各亚层电子的能态密度，
单位是ｅｌｅｃｔｒｏｎｓ ／（ａｔｏｍ ｅＶ）．

从图４可以看出，在－ １４ ｅＶ到０ ｅＶ的能量范
围，Ｒｕ２ Ｓｉ３ 的态密度主要是由Ｒｕ的４ｄ态电子构
成，Ｓｉ的３ｓ，３ｐ态电子有一定的贡献；在０ ｅＶ到４
ｅＶ的能量范围，Ｒｕ２ Ｓｉ３ 的态密度主要是由Ｒｕ的４ｄ
　 　 　 　

图４　 Ｒｕ２ Ｓｉ３ 总态密度及Ｒｕ，Ｓｉ各亚层电子的能态密度

态电子及Ｓｉ的３ｐ态电子构成，Ｓｉ的３ｓ态电子贡献
相对较小．因此，Ｒｕ２ Ｓｉ３ 价带主要是由Ｒｕ的４ｄ态
电子构成；导带主要是Ｒｕ的４ｄ态电子及Ｓｉ的３ｐ
态电子构成．

３ ４ 光学性质
３ ４ １． Ｒｕ２ Ｓｉ３ 的介电函数

介电函数作为沟通带间跃迁微观物理过程与
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固体电子结构的桥梁，通过它可以方便的得到其他
各种光谱信息． Ｒｕ２ Ｓｉ３ 作为半导体材料，其光谱是由
能级间电子跃迁所产生，各个介电峰可以通过
Ｒｕ２ Ｓｉ３ 的能带结构和态密度来解释．图５为能量最
低点处正交相Ｒｕ２ Ｓｉ３ 的介电函数．从图中可以看
出，介电函数实部和虚部的变化趋势是一致的，计
算得到的静态介电常数ε１ ( )０ ＝ １８ ９１ ε２ 的基本
吸收边位于０ ６５６ ｅＶ处，在入射光能量为０—４ ｅＶ
内范围内，图５对Ｒｕ２ Ｓｉ３ 的介电函数虚部标示了７
个介电峰：Ｅ１，Ｅ２，Ｅ３，Ｅ４，Ｅ５，Ｅ６，Ｅ７，对应的光子能
量分别为１ １４９ ｅＶ，１ ４９１ ｅＶ，１ ８７１ ｅＶ，２ ２１３ ｅＶ，
２ ５５５ ｅＶ，２ ８２ ｅＶ，３ ６１８ ｅＶ．当在能量为１ ８７１ ｅＶ
处，介电函数的虚部达到了最大峰值．随着光子能
量的增大，ε２ 最终趋近于０ 从图４的态密度上可
以分析出，它们对应了Ｓｉ价带顶的３ｐ态电子向Ｒｕ
导带底的４ｄ态电子的带间跃迁，其中第一个峰主要
是由价带顶到导带底的电子跃迁产生的．

图５　 Ｒｕ２ Ｓｉ３ 的介电函数

３ ４ ２． Ｒｕ２ Ｓｉ３ 的复折射率
由复折射率和介电函数的关系ε１ ＝ ｎ２ － ｋ２，ε２

＝ ２ｎｋ 很容易得到Ｒｕ２ Ｓｉ３ 的复折射率． 图６ 为
Ｒｕ２ Ｓｉ３ 的复折射率，包括折射率ｎ和消光系数ｋ． 由
图６可知折射率ｎ０ ＝ ４ ３４９ ｎ的主要峰值出现在能
量０ ０１—３ １６ｅＶ范围内，最大峰值对应的光子能量
的值为１ ７５７ ｅＶ．到达最大值以后，随着能量值的
增加，折射率逐渐减小，能量为８—１４ ｅＶ时，几乎为
０ 与吸收系数相对应，Ｒｕ２ Ｓｉ３ 的消光系数ｋ在能量
低于０ ６９３６ｅＶ以及能量大于１５ ３ｅＶ的范围为零，
ｋ的主要峰值出现在能量为１ ９１—６ ２４ ｅＶ范围内，
能量大于６ １６ ｅＶ时消光系数随光子能量的增加而
减小，在光子能量达到１５ ３ ｅＶ时消光系数ｋ减小

到零．

图６　 Ｒｕ２ Ｓｉ３ 的复折射率

３ ４ ３． Ｒｕ２ Ｓｉ３ 的吸收谱
吸收系数表示光波在介质中单位传播距离光

强度衰减的百分比．由式α≡ ２ω
～
κ
ｃ
＝ ４πκ
λ０
可以得到

能量最低点处正交相Ｒｕ２ Ｓｉ３ 的吸收系数，如图７所
示．由图７可知，Ｒｕ２ Ｓｉ３ 在能量低于０ ６９４ ｅＶ以及
能量大于１５ ２８ ｅＶ范围吸收系数为零（这一结果与
文献［４］中图５（ａ）的实验结果为０ ５ ｅＶ是比较接
近的），当光子能量大于０ ６９４ ｅＶ时吸收系数开始
增大，在能量为６ ２０１ ｅＶ处达到最大峰值２８９４１５ ５
ｃｍ － １，能量大于６ ２０１ ｅＶ时吸收系数随着光子能量
的增加逐渐减小，在能量约为１５ ｅＶ时，吸收系数迅
速减小，直至趋于零．

图７　 Ｒｕ２ Ｓｉ３ 的吸收系数

３ ４ ４． Ｒｕ２ Ｓｉ３ 的光电导率
半导体的光电导是指光照引起半导体电导率

改变的现象，这种改变可以是电导率的增加，也可
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图８　 Ｒｕ２ Ｓｉ３ 的光电导率

以是电导率的下降．光电导效应是半导体各种光电
子应用（如辐射的探测和测量，太阳能光电能量转
化等）的物理基础．图８是Ｒｕ２ Ｓｉ３ 复光电导率，从图
中可以看出，Ｒｕ２ Ｓｉ３ 的光电导率的实部在能量低于
０ ６９４ ｅＶ和能量大于１５ ２８ ｅＶ的范围内为零，主要
峰值出现在１ ８７—６ １６ ｅＶ的能量范围内，与前面
的吸收系数和消光系数的峰值出现的位置完全对
应，验证了光电导率的实部与吸收系数的相互对应
关系．
３ ４ ５． Ｒｕ２ Ｓｉ３ 的反射谱

图９为能量最低点处正交相Ｒｕ２ Ｓｉ３ 的反射谱，
可以看出Ｒｕ２ Ｓｉ３ 的反射谱带间跃迁主要发生在
７ ２３—１３ ９５ ｅＶ 的能量区域，反射率平均可达
９０％，这是由于在这一能量范围内Ｒｕ２ Ｓｉ３ 呈现出金
属反射特性，入射的光大部分被反射了，对应折射
　 　 　 　

图９　 Ｒｕ２ Ｓｉ３ 的反射谱

率ｎ的值很小．

４ 结　 　 论
　 　 本文利用赝势平面波方法对异质外延关系为
Ｒｕ２ Ｓｉ３（１００）／ ／ Ｓｉ（００１），取向关系为Ｒｕ２ Ｓｉ３［０１０］／ ／
Ｓｉ［１１０］的正交相Ｒｕ２ Ｓｉ３ 平衡体系下的电子结构和
光学性质等进行了第一性理论计算．根据晶格常数
和原胞总能量的关系，得到晶格常数ａ为１ ０９３ ｎｍ
时稳定状态下Ｒｕ２ Ｓｉ３ 的电子结构和光学性质，结果
表明由于Ｒｕ２ Ｓｉ３ ／ Ｓｉ界面的晶格形变引起能带畸变
使得Ｒｕ２ Ｓｉ３ 的直接带隙值随ａ的减小而逐渐增大，
带隙值为０ ７７３ ｅＶ；其价带主要是由Ｒｕ的４ｄ态电
子构成；导带主要是Ｒｕ的４ｄ态电子及Ｓｉ的３ｐ态
电子构成；静态介电常数为１８ ９１；折射率为４ ３４９

［１］ Ｂｏｒｉｓｅｎｋｏ Ｖ Ｅ （Ｅｄ．）２０００ Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｉｎｇ Ｓｉｌｉｃｉｄｅｓ （Ｓｐｒｉｎｇｅｒ，
Ｂｅｒｌｉｎ） Ｍｉｇｌｉｏ Ｌ， ｄ’Ｈｅｕｒｌｅ Ｆ （Ｅｄｓ．） ２０００ Ｓｉｌｉｃｉｄｅｓ：：
Ｆｕｎｄａｍｅｎｔａｌｓ ａｎｄ Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｓ （Ｗｏｒｌｄ Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ，Ｓｉｎｇａｐｏｒｅ）

［２］ Ｌｅｎｓｓｅｎ Ｄ，Ｇｕｇｇｉ Ｄ，Ｂａｙ Ｈ Ｌ，Ｍａｎｔｌ Ｓ ２０００ Ｔｈｉｎ Ｓｏｌｉｄ Ｆｉｌｍｓ
３６８ １５

［３］ Ｌｅｎｓｓｅｎ Ｄ，Ｌｅｎｋ Ｓ，Ｂａｙ Ｈ Ｌ，Ｍａｎｔｌ Ｓ ２０００ Ｔｈｉｎ Ｓｏｌｉｄ Ｆｉｌｍｓ
３７１ ６６

［４］ Ｌｅｎｓｓｅｎ Ｄ，Ｃａｒｉｕｓ Ｒ，Ｍｅｓｔｅｒｓ Ｓ，Ｇｕｇｇｉ Ｄ ２０００ Ｍｉｃｒｏｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ
Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ ５０ ２４３

［５］ Ｓｈａｐｏｓｈｎｉｋｏｖ Ｖ Ｌ，Ｉｖａｎｅｎｋｏ Ｌ Ｉ，Ｍｉｇａｓ Ｄ Ｂ ２００１ Ｏｐｔｉｃａｌ
Ｍａｔｅｒｉａｌｓ １７ ３３９

［６］ Ｐｏｕｔｃｈａｒｏｖｓｋｙ Ｄ Ｊ，Ｐａｒｔｈｅ′ Ｅ １９７４ Ａｃｔａ Ｃｒｙｓｔａｌｌｏｇｒ ３０ ２６９２
［７］ Ｓｅｇａｌｌ Ｍ Ｄ，Ｐｈｉｌｉｐ Ｌｉｎｄａｎ Ｊ Ｄ，Ｐｒｏｂｅｒｔ Ｍ Ｊ ２００２ Ｊ． Ｐｈｙｓ：

Ｃｏｎｄｅｎｓｅ． Ｍａｔｔｅｒ １４ ２７１７

［８］ Ｂｒｏｙｄｅｎ Ｃ Ｇ １９７０ Ｊｏｕｒｎａｌ ｏｆ ｔｈｅ Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ ｆｏｒ Ｍａｔｈｅｍａｔｉｃｓ ａｎｄ

Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｓ ６２２２

［９］ Ｆｌｅｔｃｈｅｒ Ｒ １９７０ Ｃｏｍｐｕｔｅｒ Ｊｏｕｒｎａｌ １３ ３１７

［１０］ Ｇｏｌｄｆａｒｂ Ｄ １９７０ Ｍａｔｈｅｍａｔｉｃｓ ｏｆ Ｃｏｍｐｕｔａｔｉｏｎ ２４ ２３

［１１］ Ｓｈａｎｎｏ Ｄ Ｆ １９７０ Ｍａｔｈｅｍａｔｉｃｓ ｏｆ Ｃｏｍｐｕｔａｔｉｏｎ ２４ ６４７

［１２］ Ｖａｎｄｅｒｂｉｌｔ Ｄ １９９０ Ｐｈｙｓ． Ｒｅｖ． Ｂ ４１ ７８９２

［１３］ Ｍｏｎｋｈｏｒｓｔ Ｈ Ｊ，Ｐａｃｋ Ｊ Ｄ １９７６ Ｐｈｙｓ． Ｒｅｖ． Ｂ １３ ５１８８
［１４］ Ｈｅｎｒｉｏｎ Ｗ，Ｒｅｂｉｅｎ Ｍ ２０００ Ｔｈｉｎ Ｓｏｌｉｄ Ｆｉｌｍｓ ３６４ １７１



　 ２０３２　 物　 　 理　 　 学　 　 报 ５９卷

Ｆｉｒｓｔｐｒｉｎｃｉｐｌｅｓ ｓｔｕｄｙ ｏｎ ｔｈｅ ｂａｎｄ ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ ａｎｄ ｏｐｔｉｃａｌ ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ
ｏｆ ｓｔｒａｉｎｅｄ Ｒｕ２ Ｓｉ３ ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ



Ｃｕｉ ＤｏｎｇＭｅｎｇ　 Ｘｉｅ Ｑｕａｎ 　 Ｃｈｅｎ Ｑｉａｎ　 Ｚｈａｏ ＦｅｎｇＪｕａｎ　 Ｌｉ ＸｕＺｈｅｎ
（Ｃｏｌｌｅｇｅ ｏｆ Ｓｃｉｅｎｃｅ，Ｇｕｉｚｈｏｕ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ，Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ ｏｆ Ｎｅｗ Ｏｐｔｏｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ Ｍａｔｅｒｉａｌｓ ａｎｄ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，Ｇｕｉｚｈｏｕ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ，Ｇｕｉｙａｎｇ　 ５５００２５，Ｃｈｉｎａ）

（Ｒｅｃｅｉｖｅｄ ９ Ｍａｒｃｈ ２００９；ｒｅｖｉｓｅｄ ｍａｎｕｓｃｒｉｐｔ ｒｅｃｅｉｖｅｄ ２９ Ｊｕｎｅ ２００９）

Ａｂｓｔｒａｃｔ
Ｗｅ ｃａｌｃｕｌａｔｅｄ ｔｈｅ ｂａｎｄ ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ，ｄｅｎｓｉｔｙ ｏｆ ｓｔａｔｅｓ ａｎｄ ｏｐｔｉｃａｌ ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ ｏｆ ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ ｍａｔｅｒｉａｌ Ｒｕ２ Ｓｉ３ ｅｐｉｔａｘｉａｌ

ｇｒｏｗｎ ｏｎ Ｒｕ２ Ｓｉ３（１００）／ ／ Ｓｉ（００１）ｗｉｔｈ Ｒｕ２ Ｓｉ３［０１０］／ ／ Ｓｉ［１１０］ｂｙ ｕｓｉｎｇ ｔｈｅ ｐｓｅｕｄｏｐｏｔｅｎｔｉａｌ ｐｌａｎｅ ｗａｖｅ ｍｅｔｈｏｄ ｂａｓｅｄ
ｏｎ ｆｉｒｓｔ ｐｒｉｎｃｉｐｌｅｓ ｍｅｔｈｏｄｓ． Ａｓ ｓｈｏｗｎ ｂｙ ｔｈｅ ｃａｌｃｕｌａｔｅｄ ｒｅｓｕｌｔｓ，ｏｒｔｈｏｒｈｏｍｂｉｃ Ｒｕ２ Ｓｉ３ ｉｓ ｎｏｔ ｏｎｌｙ ａ ｄｉｒｅｃｔ ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ
ｗｉｔｈ ｔｈｅ ｂａｎｄ ｇａｐ ｏｆ ０ ７７３ ｅＶ，ｂｕｔ ａｌｓｏ ｉｎ ｓｔａｂｌｅ ｃｏｎｄｉｔｉｏｎ ｗｈｅｎ ｔｈｅ ｌａｔｔｉｃｅ ｐａｒａｍｅｔｅｒ ａ ｉｓ １ ０９３ ｎｍ． Ｔｈｅ ｖａｌｅｎｃｅ ｂａｎｄｓ
ｏｆ Ｒｕ２ Ｓｉ３ ａｒｅ ｍａｉｎｌｙ ｃｏｍｐｏｓｅｄ ｏｆ Ｒｕ ４ｄ ａｎｄ ｔｈｅ ｃｏｎｄｕｃｔｉｏｎ ｂａｎｄｓ ａｒｅ ｍａｉｎｌｙ ｃｏｍｐｏｓｅｄ ｏｆ Ｒｕ ３ｄ ａｎｄ Ｓｉ ３ｐ． Ｉｔｓ ｓｔａｔｉｃ
ｄｉｅｌｅｃｔｒｉｃ ｆｕｎｃｔｉｏｎ ε１ ( )０ ｉｓ １８ ９１，ｔｈｅ ｒｅｆｒａｃｔｉｖｅ ｉｎｄｅｘ ｎ０ ｉｓ ４ ３４９

Ｋｅｙｗｏｒｄｓ：ｅｐｉｔａｘｉａｌ，ｆｉｒｓｔｐｒｉｎｃｉｐｌｅｓ，ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ，ｏｐｔｉｃａｌ ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ
ＰＡＣＣ：７１２５，７１１５Ｈ，７８２０Ｄ

Ｐｒｏｊｅｃｔ ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ ｔｈｅ Ｎａｔｉｏｎａｌ Ｎａｔｕｒａｌ Ｓｃｉｅｎｃｅ Ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ ｏｆ Ｃｈｉｎａ （Ｇｒａｎｔ Ｎｏｓ． ６０５６６００１，６０７６６００２ ）， ｔｈｅ Ｓｐｅｃｉａｌ Ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ ｆｏｒ
Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｃｏｏｐｅｒａｔｉｏｎ ｏｆ ｔｈｅ Ｍｉｎｉｓｔｒｙ ｏｆ Ｓｃｉｅｎｃｅ ａｎｄ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ ｏｆ Ｃｈｉｎａ（Ｇｒａｎｔ Ｎｏ． ２００８ＤＦＡ５２２１０），ｔｈｅ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ Ｉｎｄｕｓｔｒｙ ｏｆ Ｇｕｉｚｈｏｕ
Ｐｒｏｖｉｎｃｅ，Ｃｈｉｎａ（Ｇｒａｎｔ Ｎｏ． ０８３１），ｔｈｅ Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ ａｎｄ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｃａｌ Ｐｒｏｊｅｃｔｓ ｆｏｒ ｔｈｅ Ｒｅｔｕｒｎｅｄ Ｏｖｅｒｓｅａｓ ｏｆ Ｇｕｉｚｈｏｕ Ｐｒｏｖｉｎｃｅ （Ｇｒａｎｔ Ｎｏ．
２００９０１０）．
 Ｃｏｒｒｅｓｐｏｎｄｉｎｇ ａｕｔｈｏｒ． Ｅｍａｉｌ：ｑｘｉｅ＠ ｇｚｕ． ｅｄｕ． ｃｎ


